ionbond

Komponenter och DLC ytbehandling

For okad livslangd och prestanda pa dina
komponenter
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IHI GROUP PVD, CVD, and PACVD Coating Technology



lonbond Group ionbond

®» lonbond foradlar arligen vara
kunders produkter for 130 miljoner CHF \
1000 anstallda | iOannd

38 belaggningscenter i 19 lander

IHI croup

!
|
USA Kanada México Storbritannien Osterrike Tyskland ’
!

Frankrike Sverige Italien Holland Schweiz Tjeckien Turkiet
Indien Kina Korea Japan Singapore & Thailand

Huvudkontor | Zirich Schweiz

Markandens bredaste utbud
A PVD
A CVD
A PACVD
A CVA
®» Certifikat ISO 9000, ISO14001 pa vissa anlaggningar TS 16949

IHI Grour



lonbond Global Network i 39 Centers ionbond

Asia
Y, -;; 8 centers
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North America
12 centers

@ lonbond Coating Centers - 38 Europe

19 centers

O Global Headquarters, Zirich, Switzerland
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En stark agare ionbond

®» Under Dec-12 kopte IHI Group 100% av lonbond
®» 28500 anstallda

®» Omsatter ca 110 Miljarder
®» Huvudkontor | Tokyo Japan
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lonbond Sweden AB ionbond

Vasteras.
i

Fran Linkoping servar vi Skandinavien e
5 PVD-maskiner, 1 CVD, 1 VBH Ps
24 anstallda 1
31 ar i branschen LAY gt e
Egen turbil med hamta-/lamna-service
ISO 9000 + 14000 (Mal TS16949)

Enstaka eller seriehantering l
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Tunnfilmsbelaggning - PVD ionbond

Physical Vapour Deposition (PVD)
0.5 é 15 Om (avetthdsod) é
Okar slitagemotstandet
Minskad friktion
Eliminerar skarning mellan material
Okat korrosionsmotstand
Smodrjande egenskaper
Belaggningsmaterial
Keramiska (nitrider, carbider, oxider) Ti, Al, Cr, Zr, Si
Kolbaserade (DLC)
Hardhet mellan hardmetall och diamant(1000-8000HV)
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PVD ionbond

®» Mojliggor byte till billigare material

®» Forenklar konstruktion

®» Minskar/eliminerar behovet av
smorjning

Miljovanligt
Kemiskt inert

Kan tas bort utan att grundmaterialet
paverkas

®» Lag belaggningstemperatur 180-450°C
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Physical Vapor Deposition (PVD) ionbond
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